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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）第１主要外面と、前記第１主要外面の反対側にある第２主要外面と、を有する光学
フィルム；
　ｂ）基材；および
　ｃ）光学フィルムの前記第１主要外面と基材との間に位置する光学的に透明な感圧接着
剤層；
を含む物品であって、前記感圧接着剤層が、複屈折性ではない、以下の少なくとも２つの
Ａブロックポリマー単位および少なくとも１つのＢブロックポリマー単位を含む（メタ）
アクリレートブロックコポリマーからなり、
　ｉ．アルキルメタクリレート、および（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリルアミド、
Ｎ－アルキル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ‘ジアルキル（メタ）アクリルアミド、及
びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートから選択される極性モノマー０～１０重量％
から構成される第１モノマー組成物の反応生成物である少なくとも２つのＡブロックポリ
マー単位であって、各Ａブロックが少なくとも５０℃のＴｇを有し、前記（メタ）アクリ
レートブロックコポリマーがＡブロックを２０～５０重量％含む、少なくとも２つのＡブ
ロックポリマー単位；および
　ｉｉ．アルキル（メタ）アクリレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレート、ビニル
エステル、またはその組み合わせを含む第２モノマー組成物の反応生成物である少なくと
も１つのＢブロックポリマー単位であって、前記Ｂブロックが２０℃以下のＴｇを有し、
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前記（メタ）アクリレートブロックコポリマーがＢブロックを５０～８０重量％含む、少
なくとも１つのＢブロックポリマー単位；
を含有し、ここで前記Ａブロックポリマー単位は、前記Ｂブロックポリマー単位のマトリ
ックス中に、平均サイズが１５０ナノメートル未満のナノドメインとして存在しており、
また、前記Ａブロックポリマー単位は、前記Ｂブロックポリマー単位の製造に使用される
モノマーに由来するセグメントは含まない、物品。
【請求項２】
　ａ）第１主要外面と、前記第１主要外面の反対側にある第２主要外面と、を有する光学
フィルム；
　ｂ）前記光学フィルムの第１主要外面に隣接する、光学的に透明な第１感圧接着剤であ
って、前記光学的に透明な第１感圧接着剤が、複屈折性ではない、以下の少なくとも２つ
のＡブロックポリマー単位および少なくとも１つのＢブロックポリマー単位を含む（メタ
）アクリレートブロックコポリマーからなり、
　　ｉ．アルキルメタクリレート、および（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリルアミド
、Ｎ－アルキル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ‘ジアルキル（メタ）アクリルアミド、
及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートから選択される極性モノマー０～１０重量
％から構成される第１モノマー組成物の反応生成物である少なくとも２つのＡブロックポ
リマー単位であって、各Ａブロックが少なくとも５０℃のＴｇを有し、前記（メタ）アク
リレートブロックコポリマーがＡブロックを２０～５０重量％含む、少なくとも２つのＡ
ブロックポリマー単位；および
　　ｉｉ．アルキル（メタ）アクリレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレート、ビニ
ルエステル、またはその組み合わせを含む第２モノマー組成物の反応生成物である少なく
とも１つのＢブロックポリマー単位であって、前記Ｂブロックが２０℃以下のＴｇを有し
、前記（メタ）アクリレートブロックコポリマーがＢブロックを５０～８０重量％含む、
少なくとも１つのＢブロックポリマー単位；
を含有し、ここで前記Ａブロックポリマー単位は、前記Ｂブロックポリマー単位のマトリ
ックス中に、平均サイズが１５０ナノメートル未満のナノドメインとして存在しており、
また、前記Ａブロックポリマー単位は、前記Ｂブロックポリマー単位の製造に使用される
モノマーに由来するセグメントは含まない、光学的に透明な第１感圧接着剤；および
　ｃ）光学フィルムの第２主要外面に隣接する第２接着剤；
を含む物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（メタ）アクリレートブロックコポリマーを含有する感圧接着剤を含む物品
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　感圧接着剤は、重要な工業用途を有する。様々な感圧接着剤組成物が知られているが、
かかる組成物のすべてが、光学的透明性が望まれる光学的用途での使用に適しているわけ
ではない。かかる用途では、光学要素または製品の製造および寿命中に感圧接着剤が光学
的に透明なままであることが望まれる場合が多い。
【０００３】
　公知のいくつかの感圧接着剤の安定性、透明性、接着強度、またはその組み合わせは、
一部の光学フィルムまたは他の基材と組み合わせて使用した場合に悪影響を受け得る。例
えば、ポリカーボネートまたはポリ（メチルメタクリレート）を含む基材は、特定の環境
条件（例えば、高温または高湿度）下にてガスを放出し（つまり、気体物質を開放する）
、その結果、接着剤層などの隣接層に泡が形成することが知られている。泡によって、ガ
ス放出基材と、それがラミネートされる他の層との間の接着結合が弱くなる。光学要素ま
たは製品の接着剤層における層間剥離および泡立ちは通常、望ましくない。非光学用途で
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さえ、接着剤層における泡立ちおよび層間剥離は望ましくない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　光学フィルムと、光学フィルムの少なくとも１つの外面上の光学的に透明な感圧接着剤
層と、を含む物品を提供する。さらに、ガス放出基材に付着される場合に、泡が形成しに
くい感圧接着剤層を含む物品を提供する。種々の物品における感圧接着剤層は、（メタ）
アクリレートブロックコポリマーを含む。
【０００５】
　一態様において、光学フィルムと、基材と、光学フィルムと基材の間に位置する光学的
に透明な感圧接着剤層と、を含む物品を提供する。感圧接着剤層は、少なくとも２つのＡ
ブロックポリマー単位および少なくとも１つのＢブロックポリマー単位の反応生成物を含
む（メタ）アクリレートブロックコポリマーを含有する。各Ａブロックは、アルキルメタ
クリレート、アラルキルメタクリレート、アリールメタクリレート、またはその組み合わ
せを含有する第１モノマー組成物の反応生成物である。Ｂブロックは、アルキル（メタ）
アクリレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレート、ビニルエステル、またはその組み
合わせを含有する第２モノマー組成物の反応生成物である。各Ａブロックは、少なくとも
５０℃のＴｇを有し、Ｂブロックは、２０℃以下のＴｇを有する。（メタ）アクリレート
ブロックコポリマーは、ブロックコポリマーの重量に対して、Ａブロック２０～５０重量
％、Ｂブロック５０～８０重量％を含有する。
【０００６】
　かかる物品は、光学フィルムまたは基材の少なくとも１つの外面に光学的に透明な感圧
接着剤層を塗布し；光学的に透明な感圧接着剤層が光学フィルムと基材との間に位置する
ラミネートを形成する；ことによって製造することができる。
【０００７】
　さらに、光学フィルムと、光学的に透明な第１感圧接着剤層と、第２接着剤層と、を含
む物品を提供する。光学フィルムは、第１主要外面と、第１主要外面に向かい合う第２主
要外面と、を有する。光学的に透明な第１感圧接着剤層は、光学フィルムの第１主要外面
に隣接し、第２接着剤層は、光学フィルムの第２主要外面に隣接する。光学的に透明な第
１感圧接着剤層は、少なくとも２つのＡブロックポリマー単位および少なくとも１つのＢ
ブロックポリマー単位の反応生成物を含む（メタ）アクリレートブロックコポリマーを含
有する。各Ａブロックは、アルキルメタクリレート、アラルキルメタクリレート、アリー
ルメタクリレート、またはその組み合わせを含有する第１モノマー組成物の反応生成物で
ある。Ｂブロックは、アルキル（メタ）アクリレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレ
ート、ビニルエステル、またはその組み合わせを含有する第２モノマー組成物の反応生成
物である。各Ａブロックは、少なくとも５０℃のＴｇを有し、Ｂブロックは、２０℃以下
のＴｇを有する。（メタ）アクリレートブロックコポリマーは、ブロックコポリマーの重
量に対して、Ａブロック２０～５０重量％、Ｂブロック５０～８０重量％を含有する。第
２接着剤は、感圧接着剤、加熱活性化接着剤、構造用接着剤、または非粘着性接着剤であ
ることができる。
【０００８】
　かかる物品は、第１主要外面および第２主要外面を有する光学フィルムを提供し；光学
フィルムの第１主要外面に光学的に透明な第１感圧接着剤層を塗布し；光学フィルムの第
２主要外面に第２接着剤層を塗布する；ことによって製造することができる。
【０００９】
　さらに他の態様において、第１基材と、第２基材と、第１基材と第２基材の間に位置す
る感圧接着剤層と、を含む物品が提供される。第１基材または第２基材のうちの少なくと
も１つが、ガス放出基材である。感圧接着剤層は、少なくとも２つのＡブロックポリマー
単位および少なくとも１つのＢブロックポリマー単位の反応生成物を含む（メタ）アクリ
レートブロックコポリマーを含有する。各Ａブロックは、アルキルメタクリレート、アラ
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ルキルメタクリレート、アリールメタクリレート、またはその組み合わせを含有する第１
モノマー組成物の反応生成物である。Ｂブロックは、アルキル（メタ）アクリレート、ヘ
テロアルキル（メタ）アクリレート、ビニルエステル、またはその組み合わせを含有する
第２モノマー組成物の反応生成物である。各Ａブロックは、少なくとも５０℃のＴｇを有
し、Ｂブロックは、２０℃以下のＴｇを有する。ブロックコポリマーは、ブロックコポリ
マーの重量に対して、Ａブロック２０～５０重量％、Ｂブロック５０～８０重量％を含有
する。（メタ）アクリレートブロックコポリマーは、貯蔵弾性率Ｇ’（２５℃にて５．１
Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）、１５０℃にて４．４Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）である）を有する。本
明細書で使用される際、「Ｐａ」という用語は、パスカルを意味する。
【００１０】
　かかる物品は、第１基材と第２基材を提供し；感圧接着剤層が第１基材と第２基材の間
に位置するラミネートを形成する；ことによって製造することができ、第１基材および第
２基材のうちの少なくとも１つが、ガス放出基材である。
【００１１】
　本発明の上記の概要は、開示される本発明のそれぞれの実施形態またはすべての実施を
説明することを意図するものではない。以下の詳細な説明によってさらに詳しく、これら
の実施形態が例示される。
【００１２】
　上記の態様は、添付の図面と関連して種々の実施形態の以下の詳細な説明を考察すれば
、さらに完全に理解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　光学フィルムと、光学フィルムの少なくとも１つの外面に隣接する光学的に透明な感圧
接着剤層と、を含む物品を提供する。物品はさらに、例えば基材、もう１つの接着剤層、
またはその組み合わせを含むことができる。
【００１４】
　さらに、２つの基材の間に位置する感圧接着剤層を含む物品が提供され、その基材のう
ちの少なくとも１つのがガス放出基材である。感圧接着剤層は、ガス放出基材に隣接する
場合に泡を形成しにくい。
【００１５】
　種々の物品を製造する方法もまた提供される。
【００１６】
感圧接着剤層
　物品は、（メタ）アクリレートブロックコポリマーを含有する感圧接着剤層を含む。本
明細書で使用される際、「（メタ）アクリレート」という用語は、アクリレート、メタク
リレート、またはその誘導体から製造されるポリマー材料を意味する。
【００１７】
　本明細書で使用される際、「ポリマー」という用語は、ホモポリマーまたはコポリマー
であるポリマー材料を意味する。本明細書で使用される際、「ホモポリマー」という用語
は、１種類のモノマーの反応生成物であるポリマー材料を意味する。本明細書で使用され
る際、「コポリマー」という用語は、少なくとも２種類の異なるモノマーの反応生成物で
あるポリマー材料を意味する。本明細書で使用される際、「ブロックコポリマー」という
用語は、少なくとも２種類の異なるポリマーブロックを互いに共有結合することによって
形成されるコポリマーを意味する。２種類の異なるポリマーブロックは、Ａブロックおよ
びＢブロックと呼ばれる。
【００１８】
　本明細書で使用される際、「感圧接着剤」という用語は、以下の特性：（１）乾燥粘着
性および永久粘着性；（２）指圧以下での接着；（３）被着体上に保持するのに十分な能
力；（４）被着体からきれいに除去するのに十分な凝集強さ；を保持する接着剤を意味す
る。
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【００１９】
　感圧接着剤層は、少なくとも２つのＡブロックポリマー単位および少なくとも１つのＢ
ブロックポリマー単位の反応生成物を含むブロックコポリマー（つまり、少なくとも２つ
のＡブロックポリマー単位は、少なくとも１つのＢブロックポリマー単位に共有結合され
ている）を含有する。少なくとも５０℃のＴｇを有する各Ａブロックは、アルキルメタク
リレート、アラルキルメタクリレート、アリールメタクリレート、またはその組み合わせ
を含有する第１モノマー組成物の反応生成物である。２０℃以下のＴｇを有するＢブロッ
クは、アルキル（メタ）アクリレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレート、ビニルエ
ステル、またはその組み合わせを含有する第２モノマー組成物の反応生成物である。ブロ
ックコポリマーは、ブロックコポリマーの重量に対して、Ａブロック２０～５０重量％、
Ｂブロック５０～８０重量％を含有する。
【００２０】
　感圧接着剤層におけるブロックコポリマーは、トリブロックコポリマー（つまり、（Ａ
－Ｂ－Ａ）構造）または星型ブロックコポリマー（つまり、（Ａ－Ｂ）n－構造（ｎは少
なくとも３の整数である）であることができる。種々の枝がそこから伸びている中心点を
有する星型ブロックコポリマーは、放射状コポリマーとも呼ばれる。
【００２１】
　各Ａブロックポリマー単位ならびに各Ｂブロックポリマー単位は、ホモポリマーまたは
コポリマーであることができる。Ａブロックは通常、末端ブロック（つまり、Ａブロック
が、コポリマー材料の末端を形成する）であり、Ｂブロックは通常、中間ブロック（つま
り、Ｂブロックは、コポリマー材料の中間部分を形成する）である。Ａブロックは一般に
、熱可塑性材料である硬質ブロックであり、Ｂブロックは一般に、エラストマー材料であ
る軟質ブロックである。
【００２２】
　Ａブロックは、Ｂブロックよりも剛性が高い傾向がある（つまり、Ａブロックは、Ｂブ
ロックよりも高いガラス転移温度を有する）。本明細書で使用される際、「ガラス転移温
度」または「Ｔｇ」という用語は、ポリマー材料がガラス状態（例えば、脆性、剛性、お
よび硬さ）からゴム状態（例えば、可撓性およびゴム弾性）へと転移する温度を意味する
。例えば示差走査熱量測定（ＤＳＣ）または動的機械分析（ＤＭＡ）などの技術を用いて
、Ｔｇを決定することができる。Ａブロックは、少なくとも５０℃のＴｇを有するのに対
して、Ｂブロックは、２０℃以下のＴｇを有する。Ａブロックは、（メタ）アクリレート
ブロックコポリマーに構造強度および凝集強さを付与する傾向がある。
【００２３】
　ブロックコポリマーは通常、少なくとも範囲約２５℃～約１５０℃の温度で規則的な多
相モフォロジーを有する。ＡブロックはＢブロックと十分に異なる溶解パラメーターを有
するため、Ａブロック相とＢブロック相は通常分離される。ブロックコポリマーは、より
軟質のエラストマーＢブロックのマトリックス中に強化Ａブロックドメイン（例えば、ナ
ノドメイン）の異なる領域を有することができる。つまり、ブロックコポリマーはしばし
ば、実質的に連続的なＢブロック相において別々の不連続なＡブロック相を有する。
【００２４】
　各Ａブロックは、式Ｉ
【化１】
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　（式中、Ｒ1は、アルキル（つまり、式Ｉによるモノマーはアルキルメタクリレートで
あることができる）、アラルキル（つまり、式Ｉによるモノマーはアラルキルメタクリレ
ートであることができる）、またはアリール基（つまり、式Ｉによるモノマーはアリール
メタクリレートであることができる）である）の少なくとも１つのメタクリレートモノマ
ーを含有する第１モノマー混合物の反応生成物である。適切なアルキル基は炭素原子１～
６個を有する場合が多い。アルキル基が２個を超える炭素原子を有する場合、アルキル基
は、分岐状または環状である。適切なアラルキル基（つまり、アラルキルは、アリール基
で置換されたアルキル基である）は、炭素原子７～１２個を有する場合が多いが、適切な
アリール基は炭素原子６～１２個を有する場合が多い。
【００２５】
　式Ｉによる例示的なモノマーとしては、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート
、イソプロピルメタクリレート、イソブチルメタクリレート、ｔ－ブチルメタクリレート
、シクロヘキシルメタクリレート、フェニルメタクリレート、およびベンジルメタクリレ
ートが挙げられる。
【００２６】
　式Ｉのモノマーの他に、Ａブロックは、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリルアミド
、またはヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートなどの極性モノマーを１０重量％まで
含有することができる。これらの極性モノマーは、例えば、ＡブロックのＴｇを調節し（
つまり、Ｔｇが少なくとも５０℃を維持するように）、かつＡブロックの凝集強さを調節
するために使用される。さらに、これらの極性モノマーは、所望の場合には、化学または
イオン架橋のための反応部位として機能することができる。
【００２７】
　本明細書で使用される際、「（メタ）アクリル酸」という用語は、アクリル酸およびメ
タクリル酸の両方を意味する。本明細書で使用される際、「（メタ）アクリルアミド」と
いう用語は、アクリルアミドとメタクリルアミドの両方を意味する。（メタ）アクリルア
ミドは、Ｎ－アルキル（メタ）アクリルアミドまたはＮ，Ｎ－ジアルキル（メタ）アクリ
ルアミドであることができ、アルキル置換基は、炭素原子１～１０、１～６、または１～
４個を有する。例示的な（メタ）アクリルアミドとしては、アクリルアミド、メタクリル
アミド、Ｎ－メチルアクリルアミド、Ｎ－メチルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
クリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド、およびＮ－オクチルアクリルアミド
が挙げられる。
【００２８】
　本明細書で使用される際、「ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート」という用語は
、ヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルメタクリレートを意味し、
そのヒドロキシ置換アルキル基は、炭素原子１～１０、１～６、または１～４個を有する
。例示的なヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとしては、２－ヒドロキシエチルア
クリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、３－ヒドロキシプロピルアクリレー
ト、および３－ヒドロキシプロピルメタクリレートが挙げられる。
【００２９】
　ブロックコポリマーにおけるＡブロックは同一または異なる。一部のブロックコポリマ
ーにおいて、各Ａブロックは、ポリ（メチルメタクリレート）である。さらに具体的な実
施例において、ブロックコポリマーは、トリブロックまたは星型ブロックコポリマーであ
り、各末端ブロックはポリ（メチルメタクリレート）である。
【００３０】
　各Ａブロックの重量平均分子量（Ｍｗ）は通常、少なくとも約５，０００ｇ／モルであ
る。一部のブロックコポリマーにおいて、Ａブロックは、少なくとも約８，０００ｇ／モ
ルまたは少なくとも約１０，０００ｇ／モルの重量平均分子量を有する。Ａブロックの重
量平均分子量は通常、約３０，０００ｇ／モル未満または約２０，０００ｇ／モル未満で
ある。Ａブロックの重量平均分子量は、例えば、約５，０００～約３０，０００ｇ／モル
、約１０，０００～約３０，０００ｇ／モル、約５，０００～約２０，０００ｇ／モル、
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または約１０，０００～約２０，０００ｇ／モルである。
【００３１】
　各Ａブロックは、少なくとも５０℃のＴｇを有する。一部の実施形態において、Ａブロ
ックは、少なくとも６０℃、少なくとも８０℃、少なくとも１００℃、または少なくとも
１２０℃のＴｇを有する。Ｔｇは２００℃以下、１９０℃以下、または１８０℃以下であ
る場合が多い。例えば、ＡブロックのＴｇは、５０℃～２００℃、６０℃～２００℃、８
０℃～２００℃、１００℃～２００℃、８０℃～１８０℃、または１００℃～１８０℃で
あることができる。
【００３２】
　Ａブロックは熱可塑性であることができる。本明細書で使用される際、「熱可塑性」と
いう用語は、加熱すると流動し、次いで室温に冷却するとその元の状態に戻るポリマー材
料を意味する。しかしながら、受ける条件下にて（例えば、耐溶剤性またはより耐熱性の
性能が望まれる用途）、熱可塑性ブロックコポリマーは共有結合で架橋することができる
。架橋すると、材料はその熱可塑性特性を失い、熱硬化材料となる。本明細書で使用され
る際、「熱硬化」という用語は、加熱すると不融性および不溶性となり、冷却してもその
元の化学的状態に戻らないポリマー材料を意味する。熱硬化材料は、不溶性であり、かつ
流動抵抗性である傾向がある。一部の用途において、（メタ）アクリレートブロックコポ
リマーは、共有結合で架橋することができるブロックコポリマーを含有するコーティング
を形成する間または形成した後に、熱硬化材料に変換される熱可塑性材料である。
【００３３】
　Ｂブロックは、アルキル（メタ）アクリレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレート
、ビニルエステル、またはその組み合わせを含有する第２モノマー組成物の反応生成物で
ある。本明細書で使用される際、「アルキル（メタ）アクリレート」という用語は、アル
キルアクリレートまたはアルキルメタクリレートを意味する。本明細書で使用される際、
「ヘテロアルキル（メタ）アクリレート」という用語は、ヘテロアルキルアクリレートま
たはヘテロアルキルメタクリレートを意味し、そのヘテロアルキルは、少なくとも２つの
炭素原子および少なくとも１つの懸垂（ｃａｔｅｒｎａｒｙ）ヘテロ原子（例えば、硫黄
または酸素）を有する。
【００３４】
　例示的なビニルエステルとしては、限定されないが、酢酸ビニル、２－エチル－ヘキサ
ン酸ビニル、およびネオデカン酸ビニルが挙げられる。
【００３５】
　例示的なアルキル（メタ）アクリレートおよびヘテロアルキル（メタ）アクリレートは
しばしば、式ＩＩ
【化２】

　（式中、Ｒ2は、水素またはメチルであり；Ｒ3は、Ｃ3~18アルキルまたはＣ2~18ヘテロ
アルキルである）で示される。Ｒ2が水素である（つまり、式ＩＩによるモノマーがアク
リレートである）場合に、Ｒ3基は、直鎖状、分岐状、環状、またはその組み合わせであ
る。Ｒ2がメチルであり（つまり、式ＩＩによるモノマーがメタクリレートであり）、Ｒ3

が炭素原子３個または４個を有する場合には、Ｒ3基は直鎖状である。Ｒ2がメチルであり
、Ｒ3が少なくとも５個の炭素原子を有する場合には、Ｒ3基は、直鎖状、分岐状、環状、
またはその組み合わせである。



(8) JP 5096143 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

【００３６】
　式ＩＩによる適切なモノマーとしては、限定されないが、ｎ－ブチルアクリレート、デ
シルアクリレート、２－エトキシエチルアクリレート、２－エトキシエチルメタクリレー
ト、イソアミルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、ｎ－ヘキシルメタクリレート
、イソブチルアクリレート、イソデシルアクリレート、イソデシルメタクリレート、イソ
ノニルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレ
ート、アクリル酸イソオクチル、メタクリル酸イソオクチル、イソトリデシルアクリレー
ト、アクリル酸ラウリル、メタクリル酸ラウリル、２－メトキシエチルアクリレート、２
－メチルブチルアクリレート、４－メチル－２－ペンチルアクリレート、ｎ－オクチルア
クリレート、ｎ－プロピルアクリレート、およびｎ－オクチルメタクリレートが挙げられ
る。
【００３７】
　市販されていない、または直接重合することができない、式ＩＩによるモノマーから製
造される（メタ）アクリレートブロックを、エステル化またはエステル交換反応によって
提供することができる。例えば、市販されている（メタ）アクリレートを加水分解し、次
いでアルコールでエステル化して、対象の（メタ）アクリレートを提供することができる
。このプロセスでは、Ｂブロックにいくらかの残留する酸が残される。代替方法としては
、低級アルキル（メタ）アクリレートを高級アルキルアルコールと直接的にエステル交換
反応させることによって、低級アルキル（メタ）アクリレートエステルから高級アルキル
（メタ）アクリレートエステルを誘導することができる。
【００３８】
　Ｂブロックは、ＢブロックのＴｇが２０℃以下である限り、極性モノマーを約３０重量
％まで含有する。極性モノマーとしては、限定されないが、（メタ）アクリル酸；（メタ
）アクリルアミド、例えばＮ－アルキル（メタ）アクリルアミドおよびＮ，Ｎ－ジアルキ
ル（メタ）アクリルアミド；ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート；およびＮ－ビニ
ルラクタム、例えばＮ－ビニルピロリドンおよびＮ－ビニルカプロラクタムが挙げられる
。極性モノマーは、ＢブロックのＴｇまたは凝集強さを調節するためにＢブロック中に含
有される。さらに、極性モノマーは、所望の場合には、化学またはイオン架橋のための反
応部位として機能することができる。
【００３９】
　Ｂブロックは一般に、２０℃以下のＴｇを有する。一部の実施形態において、Ｂブロッ
クは、１０℃以下、０℃以下、－５℃以下、または－１０℃以下のＴｇを有する。Ｔｇは
しばしば、－８０℃以上、－７０℃以上、または－５０℃以上である。例えば、Ｂブロッ
クのＴｇは、－７０℃～２０℃、－６０℃～２０℃、－７０℃～１０℃、－６０℃～１０
℃、－７０℃～０℃、－６０℃～０℃、－７０℃～－１０℃、または－６０℃～－１０℃
である。
【００４０】
　Ｂブロックは、エラストマーである傾向がある。本明細書で使用される際、「エラスト
マー」という用語は、その元の長さの少なくとも２倍に伸びることができ、放すと、ほぼ
元の長さに収縮することができるポリマー材料を意味する。一部の感圧接着剤組成物にお
いて、他のエラストマー材料が添加される。この添加されるエラストマー材料は、感圧接
着剤組成物の光学的透明性または接着性（例えば、貯蔵弾性率）に悪影響を及ぼしてはな
らない。Ｂブロックの化学的性質は、ブロックコポリマーの粘着性に影響を及ぼす（例え
ば、動的機械分析を使用して決定されるゴムプラトー（ｒｕｂｂｅｒｙ　ｐｌａｔｅａｕ
）貯蔵弾性率が低いブロックコポリマーは、粘着性が高い傾向がある）。
【００４１】
　一部の実施形態において、式ＩＩによるモノマーは、アルキル（メタ）アクリレートで
あり、そのアルキル基は炭素原子４～１８、４～１０、４～６、または４個を有する。一
部の実施例において、そのモノマーはアクリレートである。アクリレートモノマーは、そ
のメタクリレート相当物よりも剛性が低い傾向がある。例えば、Ｂブロックはポリ（ｎ－
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ブチルアクリレート）である。
【００４２】
　Ｂブロックの重量平均分子量は通常、少なくとも約３０，０００ｇ／モルである。一部
のブロックコポリマーにおいて、Ｂブロックは、少なくとも約４０，０００ｇ／モルまた
は少なくとも約５０，０００ｇ／モルの重量平均分子量を有する。その重量平均分子量は
一般に、約２００，０００ｇ／モル以下である。Ｂブロックは通常、重量平均分子量１５
０，０００ｇ／モル以下、約１００，０００ｇ／モル以下、または約８０，０００ｇ／モ
ル以下を有する。一部のブロックコポリマーにおいて、Ｂブロックは、重量平均分子量約
３０，０００ｇ／モル～約２００，０００ｇ／モル、約３０，０００ｇ／モル～約１００
，０００ｇ／モル、約３０，０００ｇ／モル～約８０，０００ｇ／モル、約４０，０００
ｇ／モル～約２００，０００ｇ／モル、約４０，０００ｇ／モル～約１００，０００ｇ／
モル、または約４０，０００ｇ／モル～約８０，０００ｇ／モルを有する。
【００４３】
　Ｂブロックは、約６０，０００ｇ／モル以下の平均絡み合い分子量を有する。本明細書
で使用される際、「平均絡み合い分子量」という用語は、ポリマー材料のランダムコイル
中の絡み合い間の平均距離の指標であり、絡み合い間の平均分子量を意味する。Ｂブロッ
クの重量平均分子量が、平均絡み合い分子量を超える場合、Ｂブロックポリマーは絡み合
っている。一部のＢブロックにおいて、平均絡み合い分子量は、約５０，０００ｇ／モル
以下または約４０，０００ｇ／モル以下である。絡み合い分子量は、Ｂブロックを製造す
るために使用されるモノマーの選択によって変化させることができる。例えば、ポリ（ｎ
－ブチルアクリレート）は、ポリ（イソ－オクチルアクリレート）よりも低い絡み合い分
子量を有する傾向がある。
【００４４】
　ブロックコポリマーは通常、ブロックコポリマーの重量に対して、Ａブロック２０～５
０重量％およびＢブロック５０～８０重量％を含有する。例えば、そのコポリマーは、Ａ
ブロック２０～４０重量％およびＢブロック６０～８０重量％、Ａブロック２５～４０重
量％およびＢブロック６０～７５重量％、Ａブロック３０～４０重量％およびＢブロック
６０～７０重量％、Ａブロック２０～３５重量％およびＢブロック６５～８０重量％、Ａ
ブロック２５～３５重量％およびＢブロック６５～７５重量％、またはＡブロック３０～
３５重量％およびＢブロック６５～７０重量％を含有することができる。Ａブロックの量
が多くなると、コポリマーの凝集強さが増加する傾向がある。Ａブロックの量が多すぎる
と、ブロックコポリマーの粘着性が許容できないほど低くなる。さらに、Ａブロックの量
が多すぎる場合、ブロックコポリマーのモフォロジーが、Ｂブロックが連続相を形成する
望ましい配置から、Ａブロックが連続相を形成する配置へと逆になり、そのブロックコポ
リマーは、感圧接着剤材料の特性よりもむしろ、熱可塑性材料の特性を有する。
【００４５】
　ブロックコポリマーは、飽和ポリマー主鎖を有する。これらのポリマー材料はそれ自体
が、天候により引き起こされる（例えば、紫外線および酸化により引き起こされる）劣化
に対して耐性がある傾向がある。
【００４６】
　よく制御されたブロックおよびブロックコポリマーを製造するいずれかの技術を使用し
て、ブロックコポリマーを製造することができる。本明細書で使用される際、「よく制御
された」という用語は、以下の特性：制御された分子量、低い多分散性、明確なブロック
、または高純度を有するブロックのうちの少なくとも１つを有するブロックまたはブロッ
クコポリマー構造を意味する。
【００４７】
　いくつかのブロックおよびブロックコポリマーは、よく制御された分子量を有する。つ
まり、ＡブロックおよびＢブロックが合成された場合、理論分子量に近い分子量が得られ
る。本明細書で使用される際、「理論分子量」という用語は、各ブロックを形成するため
に必要なモノマーおよび開始剤のモル電荷に対する計算分子量を意味する。リビングポリ
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マーに関して、「重合度」または「ＤＰ」という用語は、一般的なポリマー主鎖における
モノマー反復単位の数を意味する。ＤＰは、開始剤のモル数で割ったモノマーのモル数か
ら計算することができる。理論分子量は、ブロックホモポリマーの製造に使用されるモノ
マー単位の式量を掛けたＤＰに等しい、またはブロックコポリマーの製造に使用されるモ
ノマー単位の平均式量を掛けたＤＰに等しい。重量平均分子量（Ｍｗ）は、理論分子量の
約０．８～約１．２倍、または理論分子量の約０．９～約１．１倍である場合が多い。選
択された分子量を有するブロックおよびブロックコポリマー自体を製造することができる
。
【００４８】
　ブロックおよびブロックコポリマーは通常、低い多分散性を有する。本明細書で使用さ
れる際、「多分散性」という用語は、分子量分布の程度であり、ポリマーの数平均分子量
（Ｍｎ）で割られた重量平均分子量（Ｍｗ）を意味する。すべて同じ分子量の材料は多分
散性１．０を有するが、１種類を超える分子量を有する材料は、１．０を超える多分散性
を有する。例えば、ゲル浸透クロマトグラフィーを用いて、多分散性を決定することがで
きる。一部のブロックおよびブロックコポリマーは、２．０以下、１．５以下、または１
．２以下の多分散性を有する。
【００４９】
　一部のブロックコポリマーにおいて、Ａブロックを含有するナノドメインと、Ｂブロッ
クを含有する連続相との間の境界は明確である（つまり、境界は、テーパー（ｔａｐｅｒ
ｅｄ）構造－ＡブロックとＢブロックの両方に使用されるモノマーから誘導される構造を
本質的に含有しない）。テーパー構造は、Ａブロック相とＢブロック相の混合を増加し、
それによって、感圧接着剤の全体的な凝集強さが低下する。
【００５０】
　一部のＡブロックおよびＢブロックは高純度を有する。例えば、Ａブロックは、Ｂブロ
ックの製造中に使用されるモノマーから誘導されるセグメントを本質的に含有しない。同
様に、Ｂブロックは、Ａブロックの製造中に使用されるモノマーから誘導されるセグメン
トを本質的に含有しない。
【００５１】
　一般に、重合方法では、イニファタ（ｉｎｉｆｅｒｔｅｒ）を使用しない。イニファタ
は、特に光誘起重合反応において問題となり得る残基を残す。例えば、一般に使用される
イニファタであるチオカルバメートが存在すると、得られたブロックコポリマーが、天候
により引き起こされる劣化を受けやすくなる。天候により引き起こされる劣化は、チオカ
ルバメート残基における比較的弱い炭素－硫黄結合から生じると考えられる。チオカルバ
メートの存在は、例えば元素分析または質量分析を用いて検出することができる。
【００５２】
　よく制御されたブロックおよびブロックコポリマー構造を形成する傾向がある技術とし
ては、リビングラジカル重合技術、リビングアニオン重合技術、および基移動重合技術が
挙げられる。リビングラジカル重合技術反応の具体的な例としては、原子移動重合および
可逆付加開裂型連鎖移動重合反応が挙げられる。
【００５３】
　本明細書で使用される際、「リビング重合」という用語は、成長種（ｐｒｏｐａｇａｔ
ｉｎｇ　ｓｐｅｃｉｅｓ）が停止または移動を受けない、重合技術、プロセス、または反
応を意味する。転化率１００％後に更なるモノマーが添加された場合、更なる重合が起こ
る。成長種の数が変化しないため、リビングポリマーの分子量は転化率の関数として直線
的に増加する。かかる重合は、ブロックコポリマーを製造するために使用される場合が多
い。
【００５４】
　リビング重合技術では一般に、非リビングまたは擬似リビング重合技術（例えば、イニ
ファタを使用する重合反応）を用いて製造されたブロックよりも高い立体規則性のブロッ
ク構造が形成される。高度にシンジオタクチックの構造またはアイソタクチック構造によ
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って明示される立体規則性は、よく制御されたブロック構造を生じる傾向があり、ブロッ
クのガラス転移温度に影響する傾向がある。例えば、リビング重合を用いて合成されたシ
ンジオタクチックポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）は、従来の（つまり、非リ
ビング）重合技術を用いて合成された、匹敵するＰＭＭＡよりも約２０～約２５℃高いガ
ラス転移温度を有する。例えば、核磁気共鳴分光法を用いて、立体規則性を検出すること
ができる。約７５を超える立体規則性を有する構造が、リビング重合技術を用いて得られ
る場合が多い。
【００５５】
　リビング重合技術を用いてブロックを形成する場合、不活性希釈剤の存在下でモノマー
を開始剤と接触させる。不活性希釈剤は、熱伝達を促進し、開始剤とモノマーとの混合を
助ける。適切な不活性希釈剤が使用されるが、飽和炭化水素、芳香族炭化水素、エーテル
、エステル、ケトン、またはその組み合わせが選択される場合が多い。例示的な希釈剤と
しては、限定されないが、飽和脂肪族および脂環式炭化水素、例えばヘキサン、オクタン
、シクロヘキサン等；トルエンなどの芳香族炭化水素；およびジメチルエーテル、ジエチ
ルエーテル、テトラヒドロフラン等の脂肪族および環状エーテル；酢酸エチルおよび酢酸
ブチルなどのエステル；およびアセトン、メチルエチルケトン等のケトンが挙げられる。
【００５６】
　ブロックコポリマーがリビングアニオン重合技術を用いて製造される場合、簡略化され
た構造Ａ－Ｍは、リビングＡブロックを表し、Ｍは、Ｌｉ、Ｎａ、またはＫなどの第Ｉ族
金属から選択される開始剤断片である。Ａブロックは、式Ｉによるメタクリレートモノマ
ーを含む第１モノマー組成物の重合生成物である。Ｂブロックを形成するために使用され
るモノマーを含む第２モノマー組成物（例えば、第２モノマー組成物は式ＩＩによるモノ
マーを含み得る）をＡ－Ｍに添加し、リビングジブロック構造Ａ－Ｂ－Ｍを形成すること
ができる。式Ｉによるモノマーを含む第１モノマーの組成物をもう１電荷添加し、次にリ
ビングアニオン部位を除去することによって、トリブロック構造Ａ－Ｂ－Ａを形成するこ
とができる。代替方法としては、二官能性または多官能性カップリング剤を使用して、リ
ビングジブロックＡ－Ｂ－Ｍ構造をカップリングし、トリブロック構造Ａ－Ｂ－Ａコポリ
マーまたは（Ａ－Ｂ）n－星型ブロックコポリマーを形成することができる。
【００５７】
　リビングアニオン重合反応のための当技術分野で公知の開始剤を使用することができる
。一般的な開始剤としては、有機モノリチウム化合物などのアルカリ金属炭化水素（例え
ば、エチルリチウム、ｎ－プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、ｎ－ブチルリチウ
ム、ｓ－ブチルリチウム、ｔ－オクチルリチウム、ｎ－デシルリチウム、フェニルリチウ
ム、２－ナフチルリチウム、４－ブチルフェニルリチウム、４－フェニルブチルリチウム
、シクロヘキシルリチウム等）が挙げられる。かかる単官能性開始剤は、リビングＡブロ
ックまたはリビングＢブロックの製造において有用である。（メタ）アクリレートのリビ
ングアニオン重合については、アニオンの反応性は、塩化リチウム、クラウンエーテル、
またはリチオエトキシレートなどの物質から選択される錯化配位子を添加することによっ
て加減される。
【００５８】
　リビングアニオン重合反応の適切な二官能性開始剤としては、限定されないが、１，１
，４，４－テトラフェニル－１，４－ジリチオブタン；１，１，４，４－テトラフェニル
－１，４－ジリチオイソブタン；およびナフタレンリチウム、ナフタレンナトリウム、ナ
フタレンカリウム、およびその同族体が挙げられる。他の適切な二官能性開始剤としては
、アルキルリチウムとジビニル化合物との付加反応によって製造される化合物などのジリ
チウム化合物が挙げられる。例えば、アルキルリチウムは、１，３－ビス（１－フェニル
エテニル）ベンゼンまたはｍ－ジイソプロペニルベンゼンと反応させることができる。
【００５９】
　リビングラジカル重合技術を用いてブロックコポリマーを製造する場合には、他の開始
剤または開始剤の組み合わせを使用することができる。リビングラジカル重合反応および
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これらの反応のための適切な開始剤の詳細については、国際公開第ＷＯ９７／１８２４７
号パンフレット（Ｍａｔｙｊａｓｚｅｗｓｋｉら）および国際公開第ＷＯ９８／０１４７
８号パンフレット（リー（Ｌｅ）ら）を参照されたい。
【００６０】
　リビングアニオン重合反応については、開始剤のアニオンと関連する特有の色の残存（
ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ）が認められるまで、モノマーに開始剤を一滴ずつ添加すること
が通常望ましい。次いで、開始剤の計算量を添加して、所望の分子量のポリマーを製造す
ることができる。事前に一滴ずつ添加することによって、開始剤と反応する混入物が分解
され、重合反応のより良い制御が可能となる。
【００６１】
　使用される重合温度は、重合されるモノマーおよび使用される重合技術の種類に応じて
異なる。一般に、反応は、温度約－１００～約１００℃で行われる。リビングアニオン重
合反応については、温度は、約－８０～約２０℃である場合が多い。リビングラジカル重
合反応については、温度は、約２０～約１５０℃である場合が多い。リビングラジカル重
合反応は、リビングアニオン重合反応よりも温度の変化に対して影響を受けにくい傾向が
ある。
【００６２】
　一般に、重合反応は、開始剤またはリビングアニオンを破壊することができる物質を排
除するために制御条件下で行われる。一般に、重合反応は、窒素、アルゴン、ヘリウム、
またはその組み合わせなどの不活性雰囲気中で行われる。反応がリビングアニオン重合で
ある場合、無水条件が必要である。
【００６３】
　複屈折およびコーティング欠陥を最小限にするために、感圧接着剤層は通常、ホットメ
ルト組成物からではなく、溶媒を含有する感圧接着剤組成物から製造される。ブロックコ
ポリマーのＡブロックとＢブロックの両方に対して良溶媒である溶媒が選択される。適切
な溶媒の例としては、限定されないが、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、およびメチル
エチルケトンが挙げられる。コーティングを塗布し、次いで乾燥させて、溶媒が除去され
る。溶媒が除去された後、ブロックコポリマーのＡブロックおよびＢブロックセグメント
は分離して、規則的な、凝集力の強い、多相モフォロジーを形成する傾向がある。
【００６４】
　（メタ）アクリレートブロックコポリマーは、約１５０℃を超える温度で溶融流動する
ことができる。ブロックコポリマーのメルトフロー温度は、ブロックコポリマーのＡブロ
ックとＢブロックの相溶性（つまり、混和性）のレベルを調節することによって調整する
ことができる。例えば、Ａブロックの組成は、強度および所望のガラス転移温度を提供す
る第１モノマー単位およびブロックコポリマーのメルトフロー温度を変化させる第２モノ
マー単位を含有するように選択される。適切な第２モノマー単位としては、例えば、シク
ロヘキシルメタクリレートなどのシクロアルキルメタクリレートが挙げられる。有用な相
対量の第１モノマーおよび第２モノマーが使用される。
【００６５】
　メルトフローは、ＡブロックおよびＢブロックの量を変化させることによっても調節す
ることができる。例えば、メルトフロー温度は、ブロックの重量を増加させることによっ
て高めることができ、ブロックの重量を減少させることによって下げることができる。
【００６６】
　他の添加剤を感圧接着剤組成物に添加することができる。通常、添加剤は、ブロックコ
ポリマーのＡまたはＢブロックと相溶性であるように選択される。添加剤がその相のガラ
ス転移温度のシフトを生じる（添加剤および相が同じＴｇを持たないと想定して）場合、
添加剤は相（例えば、ＡブロックまたはＢブロック）において相溶性である。これらの種
類の添加剤の例としては、可塑剤および粘着付与剤が挙げられる。
【００６７】
　感圧接着剤組成物に充填剤も添加することができる。充填剤は一般に、Ｔｇを変化させ
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ないが、貯蔵弾性率を変化させる。光学的透明性が望まれる場合、これらの充填剤は、感
圧接着剤組成物の光学的性質に悪影響を及ぼさない粒径を有するように選択される場合が
多い。
【００６８】
　感圧接着剤層は光学的に透明であることができる。本明細書で使用される際、「光学的
に透明」という用語は、波長範囲４００～７００ｎｍにおいて少なくとも約９０％の視感
透過率、約２％未満の曇り度、および約１％未満の不透明度を有する材料を意味する。視
感透過率と曇り度はどちらも、例えば、ＡＳＴＭ－Ｄ　１００３－９５を用いて決定する
ことができる。光学的に透明な接着剤層は、外観的に泡を含有しない傾向がある。
【００６９】
　光学的透明性は、Ａブロックナノドメインのサイズに依存する。ナノドメインは、約１
５０ｎｍ未満または約１００ナノメートル未満の平均サイズを有する場合が多い。ナノド
メインのサイズは、Ａブロックの量を変えることによって、またはブロックコポリマーに
おけるＡブロックを形成するために使用されるモノマー組成を変えることによって、変更
することができる。両方の相の屈折率が十分に合致しない限り、ドメインサイズが大きい
ほど光散乱を生じる傾向がある。
【００７０】
　感圧接着剤層は、それが使用される物品の寿命にわたって、光学的透明性、および間剥
離に対する耐性を維持することが望ましい。接着剤がこれらの望ましい特性を有するかど
うかを、促進老化試験を用いて、決定することができる。感圧接着剤層は、この試験のた
めに２つの基材間に位置付けられる。次いで、得られたラミネートを高温に、任意に高湿
度条件に長期間曝露する。
【００７１】
　例えば、感圧接着剤層はしばしば、湿度を制御することなく（つまり、オーブン内の相
対湿度は通常、１０％未満または２０％未満である）、９０℃で約５００時間老化させた
後にその光学的透明性を維持することができる。代替方法としては、感圧接着剤はしばし
ば、相対湿度約９０％で８０℃にて約５００時間老化させた後にその光学的透明性を維持
することができる。老化後、接着剤の視感透過率は少なくとも９０％であり、曇り度は２
％未満である。
【００７２】
　ＡブロックおよびＢブロックは、異なる温度で互いに異なって相互作用し、有用な温度
制御特性が提供される。低温では（例えば、Ａブロックのガラス転移温度未満であるが、
Ｂブロックのガラス転移温度を超える温度で）、異なるブロックが相分離する傾向がある
。Ａブロックナノドメインは、低モジュラス連続Ｂブロック相内で剛性および強度を提供
する。図１で示されるように、貯蔵弾性率は、およそ室温（例えば、約２２℃～約２５℃
）～約１２５℃または～約１５０℃でかなり一定のままである。ブロックコポリマーは、
この温度範囲でゴム状である傾向がある。コポリマーは、約１２５℃または約１５０℃を
超える温度で流動し始め、著しく軟らかくなる（つまり、貯蔵弾性率の少なくとも２０％
の低下によって示されるように）。つまり、ブロックコポリマーは、温度範囲約２５℃～
約１５０℃または範囲約２５℃～約１２５℃で著しく流動しない。
【００７３】
　感圧接着剤層は、基材から放出するガスの圧力に耐え得る流動学的特性を有する傾向が
ある。一部の実施形態において、感圧接着剤層の貯蔵弾性率は、２５℃～約２００℃、２
５℃～約１７５℃、２５℃～約１５０℃、または２５℃～約１２５℃の温度で比較的一定
である（例えば、約２０％未満の変化、約１５％未満の変化、または約１０％未満の変化
）。この温度範囲で高いモジュラスを有する接着剤層ほど、基材からのガスの圧力に対し
て、耐性が高い傾向がある。
【００７４】
物品
　光学フィルムと、光学フィルムの少なくとも１つの主要面に隣接する光学的に透明な感
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圧接着剤層と、を含む物品が提供される。その物品はさらに、もう１つの基材（例えば、
感圧接着剤層に永久的または一時的に取り付けられる）、もう１つの接着剤層、またはそ
の組み合わせを含むことができる。本明細書で使用される際、「隣接」という用語を使用
して、直接接触する２つの層、または１つまたは複数の相によって分離された２つの層を
意味することができる。隣接層は直接接触している場合が多い。
【００７５】
　さらに、２つの基材の間に位置する感圧接着剤層を含む物品が提供され、その基材の少
なくとも１つがガス放出基材である。感圧接着剤層は、ガス放出基材に隣接する場合に、
泡を形成しにくい。
【００７６】
　一部の実施形態において、得られた物品は光学要素であるか、または得られた物品を使
用して光学要素を製造することができる。本明細書で使用される際、「光学要素」という
用語は、光学効果または光学用途を有する物品を意味する。光学要素は、例えば電子ディ
スプレイ、建築用途、運送用途、投影用途、フォトニクス用途、およびグラフィックス用
途において使用することができる。適切な光学要素としては、限定されないが、ガラス（
例えば、窓および風防ガラス）、スクリーンまたはディスプレイ、陰極線管、偏光子、反
射体等が挙げられる。
【００７７】
　一態様において、光学フィルムと、基材と、光学フィルムと基材の間に位置する光学的
に透明な感圧接着剤層と、を含む物品が提供される。感圧接着剤層は、上述のような（メ
タ）アクリレートブロックコポリマーを含有する。かかる物品は、例えば、光学フィルム
または基材のうちの少なくとも１つの外面に光学的に透明な感圧接着剤層を適用し、次い
で以下の構造：光学フィルム－光学的に透明な感圧接着剤層－基材を有するラミネートを
形成することによって製造することができる。例えば、コーティングまたは押出し成形プ
ロセスを用いて、感圧接着剤層を適用することができる。代替方法としては、感圧接着剤
層を剥離ライナーなどの他の基材から、光学フィルムに、基材に、その組み合わせに移す
ことができる。
【００７８】
　物品においていずれかの適切な光学フィルムが使用される。本明細書で使用される際、
「光学フィルム」という用語は、光学効果を生じさせるために使用することができるフィ
ルムを意味する。光学フィルムは一般に、単一の層または複数の層であることができるポ
リマー含有フィルムである。光学フィルムは可撓性であり、かつ任意の適切な厚さである
ことができる。光学フィルムは、電磁スペクトルの一部の波長（例えば、電磁スペクトル
の可視紫外領域または赤外領域の波長）に関して、少なくとも部分的に透過性、反射性、
反射防止性、偏光性、工学的に透明、または拡散性である。例示的な光学フィルムとして
は、限定されないが、可視ミラーフィルム、カラーミラーフィルム、太陽反射フィルム、
赤外反射フィルム、紫外反射フィルム、反射偏光子フィルム、例えば輝度上昇フィルム、
２重輝度上昇フィルム、吸収偏光子フィルム、光学的に透明なフィルム、薄い色の付いた
フィルム、および反射防止フィルムが挙げられる。
【００７９】
　一部の光学フィルムは、ポリマー含有材料（例えば、染料を含有する、または含有しな
いポリマー）の多重層または金属含有材料およびポリマー材料の多重層などの多重層を有
する。一部の光学フィルムは、異なる屈折率を有するポリマー材料の交互層を有する。他
の光学フィルムは、交互にあるポリマー層および金属含有層を有する。例示的な光学フィ
ルムは、以下の特許：米国特許第６，０４９，４１９号明細書（ホイートリー（Ｗｈｅａ
ｔｌｅｙ）ら）；米国特許第５，２２３，４６５号明細書（ホイートリー（Ｗｈｅａｔｌ
ｅｙ）ら）；米国特許第５，８８２，７７４号明細書（ジョンザ（Ｊｏｎｚａ）ら）；米
国特許第６，０４９，４１９号明細書（ホイートリー（Ｗｈｅａｔｌｅｙ）ら）；米国再
発行特許第３４，６０５号（シュレンク（Ｓｃｈｒｅｎｋ）ら）；米国特許第５，５７９
，１６２号明細書（ジョルナルド（Ｂｊｏｒｎａｒｄ）ら）、米国特許第５，３６０，６
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５９号明細書（アレンズ（Ａｒｅｎｄｓ）ら）に記載されている。
【００８０】
　様々な光学フィルムが市販されている。例えば、適切な光学フィルムは、３Ｍ社（３Ｍ
　Ｃｏｍｐａｎｙ）（ミネソタ州セントポール（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ））から商品名「
ビキュイティ（ＶＩＫＵＩＴＩ）」として市販されている。例えば、ビキュイティ（登録
商標）輝度上昇フィルム（Ｖｉｋｕｉｔｉ（登録商標）Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｅｎｈａｎｃｅ
ｍｅｎｔ　Ｆｉｌｍ）は、液晶ディスプレイなどの様々な種類のディスプレイの性能およ
び外観を向上させる。これらの光学フィルムは、光の出力角度を管理し（例えば、ビキュ
イティ（登録商標）輝度上昇フィルム）、偏光を管理し（例えば、ビキュイティ（登録商
標）２重輝度上昇フィルム（Ｖｉｋｕｉｔｉ（登録商標）Ｄｕａｌ　Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓ
ｓ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｆｉｌｍ））、バックライト効率を管理し（例えば、強化
鏡面反射体フィルム（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｐｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ　Ｆｉ
ｌｍ））または視野角を管理する、またはディスプレイから外部光をブロックすることが
できる（例えば、ビキュイティ（登録商標）光制御フィルム（Ｖｉｋｕｉｔｉ－Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｉｌｍ））。他の光学フィルムは、特定の面において光振動を選
択的に吸収することができ（例えば、ビキュイティ（登録商標）直線偏光子（Ｖｉｋｕｉ
ｔｉ（登録商標）Ｌｉｎｅａｒ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ））、偏光式コンバーター（例えば
、ビキュイティ（登録商標）リターダー（Ｖｉｋｕｉｔｉ（登録商標）Ｒｅｔａｒｄｅｒ
））として機能することができ、またはまぶしさを抑え、コントラストを高めるように機
能することができる（例えば、直線偏光子をリターダーフィルムと組み合わせたビキュイ
ティ（登録商標）環状偏光子（Ｖｉｋｕｉｔｉ（登録商標）Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ｐｏｌａ
ｒｉｚｅｒ））。
【００８１】
　一部の光学フィルムは鏡として機能する。例えば、３Ｍ社から市販のビキュイティ（登
録商標）高反射率可視ミラーフィルム（Ｖｉｋｕｉｔｉ（登録商標）Ｈｉｇｈ　Ｒｅｆｌ
ｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｖｉｓｉｂｌｅ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ｆｉｌｍ）は、光の可視波長を反射
することができる。これらのミラーフィルムのいくつかは、可視スペクトルにおける特定
の色を反射するように調整するこことができる。他の光学フィルムは、波長範囲約９００
～約１２００ｎｍにおけるエネルギーを反射することによって赤外ミラーとして機能する
ことができる。さらに他の光学フィルムは、可視光の１つの偏光を透過し、直交偏光を反
射することができる（例えば、反射偏光子）。
【００８２】
　３Ｍ社から市販の他の光学フィルムとしては、商品名「スコッチティント（ＳＣＯＴＣ
ＨＴＩＮＴ）」、「スコッチシールド（ＳＣＯＴＣＨＳＨＩＥＬＤ）」、「スコッチガー
ド（ＳＣＯＴＣＨＧＵＡＲＤ）」、および「ファサラ（ＦＡＳＡＲＡ）」を有するフィル
ムが挙げられる。これらの光学フィルムはしばしば、窓を通して建物または乗り物に入る
光または太陽エネルギーの量を調整するために、建築または運送用途において使用される
。例えば、スコッチティント（Ｓｃｏｔｃｈｔｉｎｔ）（登録商標）フィルムは、太陽の
紫外線の９９％を遮断し、まぶしさを低減し、日射熱取得を低減し、かつ窓の外観を変化
させることができる。これらのフィルムは透明または色付きであり、時として熱線反射フ
ィルム（Ｓｏｌａｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｎｇ　Ｆｉｌｍ）と呼ばれる。スコッチシールド
（Ｓｃｏｔｃｈｓｈｉｅｌｄ）（登録商標）は、破壊的な天候条件の間にわたって所定の
場所に窓ガラスを保持するのを助ける。スコッチガード（Ｓｃｏｔｃｈｇａｕｒｄ）（登
録商標）フィルムは、落書きまたは擦り傷に対して保護するために使用される。ファサラ
（ＦＡＳＡＲＡ）（登録商標）フィルムは、ガラスエッチング加工された外観を形成する
ために使用することができる。
【００８３】
　物品に含まれる基材は、ポリマー材料、ガラス材料、セラミック材料、金属含有材料（
例えば、金属または金属酸化物）、またはその組み合わせを含有することができる。基材
は、支持層、プライマー層、ハードコート層、装飾デザイン等の材料の多重層を含むこと
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ができる。基材は、接着剤層に永久的または一時的に取り付けられる。例えば、剥離ライ
ナーは一時的に取り付けられ、次いで、接着剤層を他の基材に付けるために取り外される
。
【００８４】
　基材は、可撓性、剛性、強度または支持、反射能、反射防止能、偏光、または透過率（
例えば、異なる波長に対して選択的な）を提供するなどの様々な機能を有することができ
る。つまり、基材は、可撓性または剛性；反射性または非反射性；可視的に透明、色付き
であるが、透過性または不透明（例えば、透過性ではない）；偏光性または非偏光性であ
ることができる。
【００８５】
　例示的な基材としては、限定されないが、電子ディスプレイの外面、例えば液晶ディス
プレイまたは陰極線管、窓または窓ガラスの外面、反射体、偏光子、回折格子、鏡、また
はレンズなどの光学要素の外面、装飾フィルムまたは他の光学フィルムなどの他のフィル
ム等が挙げられる。
【００８６】
　ポリマー基材の代表的な例としては、ポリカーボネート、ポリエステル（例えば、ポリ
エチレンテレフタレートおよびポリエチレンナフタレート）、ポリウレタン、ポリ（メタ
）アクリレート（例えば、ポリメチルメタクリレート）、ポリビニルアルコール、ポリエ
チレンおよびポリプロピレンなどのポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、三酢
酸セルロース、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンコポリマー等を含有する基材が
挙げられる。
【００８７】
　一部のポリマー基材には、「ガス放出」または「ガス開放」と呼ばれる現象が起こる。
例えば、ポリ（メタ）アクリレート、ポリカーボネート等の硬質層は、特にその層が比較
的厚い（例えば、約１ミリメートル～数センチメートルの範囲）場合、ガスを開放する傾
向がある。ガス放出基材は、これらの基材に隣接する接着剤層の安定性、透明性、接着強
さ、または他の望ましい性能特性に悪影響を及ぼす。ガス放出基材に不適合な接着剤層を
適用すると、気泡などの欠陥が生じる。さらに、ガス放出基材に不適合な接着剤層を適用
すると、ガス放出基材と光学フィルムなどの他の層との接着結合の部分的または完全な層
間剥離も起こり得る。
【００８８】
　接着剤層によってガス放出基材に結合された他の層が低い水分透過率を示す場合、ガス
放出は特に不利である。少なくとも一部の光学フィルムは、低い水分透過率を有する。低
水分透過率層は、ガスの開放に対するバリアとして作用し、その結果、接着剤界面にて、
または接着剤層内にガスが蓄積する。蓄積したガスは、泡立ち、層間剥離、接着強さの低
下、透明性の減少、またはその組み合わせの原因となり得る。（メタ）アクリレートブロ
ックコポリマーを含有する、上述の感圧接着剤層は、ガス放出基材を用いる用途において
使用される場合が多い。
【００８９】
　他の実施形態において、基材は剥離ライナーである。いずれかの適切な剥離ライナーを
使用することができる。例示的な剥離ライナーとしては、紙（例えば、クラフト紙）また
はポリマー材料（例えば、ポリエチレンまたはポリプロピレンなどのポリオレフィン、エ
チレン酢酸ビニル、ポリウレタン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル等）
から製造されるライナーが挙げられる。少なくとも一部の剥離ライナーは、シリコーン含
有材料またはフルオロカーボン含有材料などの剥離剤の層でコーティングされる。例示的
な剥離ライナーとしては、限定されないが、ポリエチレンテレフタレートフィルム上にシ
リコーン剥離コーティングを有する、商品名「Ｔ－３０」および「Ｔ－１０」でＣＰフィ
ルム社（ＣＰ　Ｆｉｌｍ）（バージニア州マーティンズヴィル（Ｍａｒｔｉｎｓｖｉｌｌ
ｅ，ＶＡ））から市販されているライナーが挙げられる。
【００９０】
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　剥離ライナーを除去して、光学フィルムを他の基材に付着させることができる（つまり
、剥離ライナーを除去すると、後に他の基材面に接着される接着剤層の面が露出される）
。しばしば、接着剤層は、この他の基材に永久的に接着される。
【００９１】
　物品は、以下の特性のうちの少なくとも１つを有する：感圧接着剤層は、物品の耐用寿
命にわたって光透過率を有し、感圧接着剤は、物品の層の間に十分な接着強さを維持し、
感圧接着剤は、層間剥離を受けにくい、または回避することができ、感圧接着剤は、耐用
寿命にわたって接着剤層の泡立ちに対して耐性がある。泡の形成しにくさおよび光透過率
の維持は、促進老化試験を用いて評価することができる。ラミネートは、任意に高湿度（
例えば、相対湿度８０～９０％）条件下での高温（例えば、６０～９０℃）への長時間（
例えば、１日から１ヶ月間）の曝露に耐えることができる場合が多い。
【００９２】
　本発明の物品における接着剤層の厚さは、少なくとも約５マイクロメートル、少なくと
も１０マイクロメートル、少なくとも１５マイクロメートル、または少なくとも２０マイ
クロメートルである傾向がある。その厚さは、約２００マイクロメートル以下、約１７５
マイクロメートル以下、約１５０マイクロメートル以下、または約１２５マイクロメート
ル以下である場合が多い。例えば、その厚さは、５～２００マイクロメートル、１０～１
００マイクロメートル、１０～５０マイクロメートル、２０～５０マイクロメートル、ま
たは２０～２５マイクロメートルであることができる。
【００９３】
　さらに他の態様において、光学フィルムと、光学的に透明な第１感圧接着剤層と、第２
接着剤層と、を含む物品が提供される。光学フィルムは、第１主要外面と、第１主要外面
に向かい合う第２主要外面と、を有する。光学的に透明な第１感圧接着剤層は、光学フィ
ルムの第１主要外面に隣接し、第２接着剤層は、光学フィルムの第２主要外面に隣接する
。光学的に透明な第１感圧接着剤はさらに上述され、（メタ）アクリレートブロックコポ
リマーを含有する。
【００９４】
　第２接着剤は、感圧接着剤、構造用接着剤、加熱活性化接着剤、または非粘着性接着剤
（つまり、低温シール接着剤）であることができる。非粘着性接着剤は、大部分の基材に
対して、限定された、または低い粘着性を有するが、特定の対象基材と対にした場合、ま
たは非粘着性接着剤の２つの層が接触している場合には、許容可能な接着強度を有するこ
とができる。非粘着性接着剤は、親和力によって粘着する。非粘着性接着剤の例としては
、米国特許第４，９７７，００３号明細書（ブラウン（Ｂｒｏｗｎ）ら）および米国特許
第６，００４，６７０号明細書（コーベ（Ｋｏｂｅ）ら）に開示されている接着剤が挙げ
られる。
【００９５】
　加熱活性化接着剤は室温では非粘着性であるが、高温では粘着性になり、基材に結合す
ることができる。これらの接着剤は通常、室温を超えるＴｇまたは融点（Ｔｍ）を有する
。温度がＴｇまたはＴｍを超えて高い場合、貯蔵弾性率は通常低下し、接着剤は粘着性と
なる。第２接着剤層で使用するのに適している加熱活性化接着剤の例としては、米国特許
第４，２４８，７４８号明細書（マクグラ（ＭｃＧｒａｔｈ）ら）；米国特許第５，９０
５，０９９号明細書（エヴェラーツ（Ｅｖｅｒａｅｒｔｓ）ら）；米国特許第６，０１２
，８１８号明細書（アラキ（Ａｒａｋｉ））に開示される接着剤が挙げられる。
【００９６】
　構造用接着剤は、接着結合強度が６．０ＭＰａ（１０００ｐｓｉ）を超えるように、他
の高強度材料（例えば、木材、複合材、または金属）を結合することができる接着剤を意
味する。第２接着剤層の例示的な構造用接着剤としては、米国特許第６，１８０，２００
号明細書（ハー（Ｈａ）ら）、米国特許第５，８９７，７２７号明細書（スタラル（Ｓｔ
ａｒａｌ）ら）；米国特許出願公開番号２００３／０１９２６３８－Ａ１号明細書（ヤン
（Ｙａｎｇ）ら）；および国際公開第ＷＯ０３／０４０２５０号パンフレット（ヤン（Ｙ
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ａｎｇ）ら）に開示されている接着剤が挙げられる。
【００９７】
　第２接着剤層の例示的な感圧接着剤としては、２００２年１２月３０日出願の米国特許
出願第１０／３３１３７４号明細書および２００３年４月１１日出願の米国特許出願第１
０／４１１９３３号明細書に記載の接着剤が挙げられる。これらの感圧接着剤は光学的に
透明である。
【００９８】
　例えば、光学フィルムの第１主要外面上に光学的に透明な第１感圧接着剤層を形成し、
光学フィルムの第２主要外面上に第２接着剤層を形成することによって、２つの接着剤層
を有する物品を製造することができる。各接着剤層をコーティングし、押出し成形し、ま
たは剥離ライナーから光学フィルムに移すことができる。一部の物品において、第２接着
剤は光学的に透明であり、光学的に透明な第１感圧接着剤と実質的に同じである。
【００９９】
　この態様における物品はさらに、１つまたは複数の基材を含むことができる。一部の実
施形態において、物品は以下の構造：
　基材－第２接着剤層－光学フィルム－光学的に透明な第１感圧接着剤層；
　第２接着剤層－光学フィルム－光学的に透明な第１感圧接着剤層－基材；および
　第２基材－第２接着剤層－光学フィルム－光学的に透明な第１感圧接着剤層－第１基材
；
のうちの１つを有する。
【０１００】
　複数の基材を有する物品において、複数の基材は同一または異なることができる。基材
のうちのいくつかは、他の基材に付着させるために除去される剥離ライナーであることが
できる。
【０１０１】
　さらに、第１基材と、第２基材と、第１基材と第２基材の間に位置する感圧接着剤層と
、を含む物品が提供される。第１基材または第２基材のうちの少なくとも１つは、ガス放
出基材である。感圧接着剤層は、少なくとも２つのＡブロックポリマー単位および少なく
とも１つのＢブロックポリマー単位の反応生成物を含む（メタ）アクリレートブロックコ
ポリマーを含有する。ブロックコポリマーは貯蔵弾性率Ｇ’（２５℃にて５．１Ｐａ＜ｌ
ｏｇ（Ｇ’）、１５０℃にて４．４Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）である）を有する。動的機械分
析を用いて、貯蔵弾性率を決定することができる。一部の実施形態において、泡の形成し
にくい感圧接着剤層もまた、光学的に透明である。
【０１０２】
　一部の例示的な物品において、第１基材は、ポリカーボネートまたはポリ（メチルメタ
クリレート）を含むガス放出基材である。第２基材は、いずれかの種類の基材であること
ができる。一部の実施例において、第２基材は、ポリマー、金属、またはその組み合わせ
であることができるフィルムである。適切なフィルムとしては、例えば、光学フィルムま
たは装飾フィルムが挙げられる。他の例示的なフィルムとしては、剥離ライナーが挙げら
れる。
【０１０３】
　本明細書で使用される際、「装飾フィルム」とは、装飾目的で使用されるいずれかの種
類のフィルムを意味する。装飾フィルムは、透明、不透明、反射性、非反射性、色付き、
またはその組み合わせである。装飾フィルムは、印刷メッセージ、印、デザインまたはパ
ターンを含むことができる。装飾フィルムは１つまたは複数の層を含むことができる。例
えば、装飾フィルムは、支持層、装飾層、および保護層を含む。適切な装飾フィルムとし
ては、限定されないが、米国特許出願公開第２００４／００９６６３０　Ａ１号明細書（
サクライ（Ｓａｋｕｒａｉ）ら）、同２００３／０２１１３３７　Ａ１号明細書（ムラオ
カ（Ｍｕｒａｏｋａ））、および同２００４／０１１３８９９　Ａ１号明細書（マカヤマ
（Ｍａｋａｙａｍａ））；国際公開第ＷＯ０３／０３７６４８　Ａ２号パンフレット（ジ



(19) JP 5096143 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

ョンソン（Ｊｏｈｎｓｏｎ））；米国特許第６，０８３，３３５号明細書（スカリン（Ｓ
ｃｕｌｌｉｎ）ら）および米国特許第６，０７１，６２１号明細書（ファラス（Ｆａｌａ
ａｓ）ら）に記載のフィルムが挙げられる。
【０１０４】
　感圧接着剤層に含有される（メタ）アクリレートブロックコポリマーは、温度の関数と
して変化する貯蔵弾性率Ｇ’を有する。ＬｏｇＧ’は、実施例のセクションに記述される
ように動的機械分析によって決定される。種々の適切な（メタ）アクリレートブロックコ
ポリマーについてのｌｏｇ（Ｇ’）対温度の代表的なプロットを図１に示す。比較的平坦
なプラトー領域が、２５℃～１２５℃の温度範囲または２５℃～１５０℃の温度範囲で認
められる。つまり、ｌｏｇ（Ｇ’）は、これらの温度範囲において比較的一定である。ｌ
ｏｇ（Ｇ’）の値は、２５℃～１２５℃の温度範囲にわたって、または２５℃～１５０℃
の温度範囲にわたって、約２０％未満、約１５％未満、または約１０％未満変化する場合
が多い。約１２５℃または約１５０℃を超えると、ＡブロックのＴｇが超えた時にＧ’が
下がり始め、材料は流動し始める。
【０１０５】
　２５℃では、ｌｏｇ（Ｇ’）は５．１Ｐａを超える。一部の実施形態において、ｌｏｇ
（Ｇ’）は、２５℃で５．６Ｐａ以下または５．５Ｐａ以下である。つまり、２５℃では
、５．１Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）≦５．６Ｐａまたは５．１Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）≦５．５
Ｐａである。２５℃で約５．１Ｐａ未満のｌｏｇ（Ｇ’）を有するブロックコポリマーは
、高温および高湿度条件（例えば、８０℃または９０℃、相対湿度９０％）に曝露された
場合に、接着強度を弱める傾向がある。１５０℃では、ｌｏｇ（Ｇ’）は４．４Ｐａを超
える。一部の実施形態において、ｌｏｇ（Ｇ’）は、１５０℃で５．６Ｐａ以下または５
．５Ｐａ以下である。つまり、１５０℃にて、４．４Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）≦５．６Ｐａ
または４．４Ｐａ＜ｌｏｇ（Ｇ’）≦５．５Ｐａである。約５．５Ｐａのｌｏｇ（Ｇ’）
は、ドルクエスト基準（Ｄａｈｌｑｕｉｓｔ　Ｃｒｉｔｅｒｉａ）、材料が感圧接着剤で
あるかどうかを示すために使用される基準に一致する。
【０１０６】
　範囲２５℃～約１５０℃または約１２５℃でのｌｏｇ（Ｇ’）対温度のプロットにおけ
るプラトー領域は、Ｂブロックポリマー鎖の絡み合い、分子量、架橋ならびにＡブロック
ポリマー鎖の相転移に起因する。プラトー領域は、温度を約１２５℃まで、または約１５
０℃まで上げた場合に、材料が著しく軟化しないことを示す。かかる材料は一般に、加熱
しても凝集強さを保持し、ガス放出基材に付着された場合に泡を形成しにくい傾向がある
。対照的に、約１２５℃または約１５０℃に加熱すると、著しく軟化し、流動する材は、
ガス放出基材に隣接している場合に、泡立ちやすい（例えば、かかる材料は、２５℃から
１２５℃で、または２５℃から１５０℃で２０％を超える貯蔵弾性率の変化を有する傾向
がある）。したがって、適切なブロックコポリマーは、温度範囲２５℃～約１５０℃また
は２５℃～約１２５℃で溶融加工可能ではない。そのブロックコポリマーは、約１５０℃
より高い温度で溶融加工することができる。
【０１０７】
　感圧接着剤層がガス放出基材に隣接する（例えば、取り付けられている、または付着さ
れている）場合、感圧接着剤層は視覚的に泡を含有しないままである場合が多い。一部の
実施例において、感圧接着剤層は、視覚的に泡を含有せず、光学顕微鏡技術を用いて検出
することができる泡を含有しない。他の実施例において、感圧接着剤層は、視覚的には泡
を含有しないが、光学顕微鏡技術を用いて検出することができる泡を含有する。感圧接着
剤層は、高湿度条件（例えば、相対湿度９０％）と共に高温（例えば、８０℃または９０
℃）での老化試験にかけた場合に、凝集強さを保つ。
【０１０８】
　上述の物品のうちのいずれも、プライマー層、強化層、保護層等の他の層を含むことが
できる。
【実施例】
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【０１０９】
　これらの実施例は、単に例示的な目的のために示すものであり、添付の特許請求の範囲
に制限するものではない。実施例におけるすべての部、パーセンテージ、比等および明細
書の残り部分は、別段の指定がない限り重量による。使用される溶媒および他の試薬は、
別段の指定がない限り、アルドリッチ・ケミカル社（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｃｏｍｐａｎｙ）；ウィスコンシン州ミルウォーキー（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，Ｗｉｓｃ
ｏｎｓｉｎ）から入手した。
【０１１０】
試験方法
促進老化試験
　コーティングされたラミネート構造の耐老化性を試験するために、いくつかの異なるプ
ロトコルを使用した。９０℃のオーブン内にラミネートを１週間入れることによって、１
つのプロトコルを行い、それを「９０℃での試験」と呼ぶ。８０℃での制御湿度、相対湿
度９０％を有するオーブン内にラミネートを１週間入れることによって、他のプロトコル
を行い、それを「８０℃／ＲＨ９０％での試験」と呼ぶ。これらの試験プロトコルの結果
は、目視観測によって決定される。試料がその光学的透明性を保持している場合には、そ
のデータを「合格」と示し、泡が存在しているが、肉眼では見えない場合には「限界」、
または泡（１つまたは複数）が接着結合ラインにおいて肉眼で見える場合には「泡（１つ
または複数）」と示す。
【０１１１】
動的機械分析
　平行板レオメーター（ＲＤＡ　ＩＩ，レオメトリクス社（Ｒｈｅｏｍｅｔｒｉｃｓ，Ｉ
ｎｃ）；ニュージャージー州ピスカタウエイ（Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ，Ｎ．Ｊ．））にお
いて動的機械分析（ＤＭＡ）によって、アクリルブロックコポリマーを試験した。速度２
℃／分、周波数１ラジアン／秒、および最大歪み度１０％で、試料を室温から２００℃に
加熱した。２５℃および１５０℃でのｌｏｇＧ’値（パスカル）を報告した。
【０１１２】
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【表１】

【０１１３】
合成の実施例
　本発明の物品中に含まれる（メタ）アクリレートブロックコポリマー感圧接着剤（ＰＳ
Ａ）は、リビング重合、制御重合技術、原子移動重合（ＡＴＲＰ）を用いて製造した。形
成されたポリマーを説明するために、以下の略記が使用される。例えば、理論分子量約１
０，０００のＡブロックおよび理論分子量約６０，０００のＢブロックを有する、ポリメ
チルメタクリレートとポリブチルアクリレートとのＡＢＡトリブロックコポリマーは、ｐ
ＭＭＡ－ｂ－ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１０Ｋ－６０Ｋ－１０Ｋと示される。理論分子量は
、開始剤に対するモノマーの量を制御することによって変化させた。実際の分子量は、ポ
リスチレン標準物質を使用してテトラヒドロフラン溶液中でのゲル浸透クロマトグラフィ
ーによって決定される。一般に、理論値に対する実際の分子量を比較するために、重量平
均分子量Ｍwが使用される。
【０１１４】
合成実施例１：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１０Ｋ－６０Ｋ－１０Ｋ



(22) JP 5096143 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

段階１：６０Ｋ　ｐＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　ＣｕＢｒ（０．００４７８ｇ）、１，４－ジブロモアジペート（０．０６ｇ）、ＢＡ（
１０．０ｇ）、アニソール（０．５ｇ）、ヘキサデカン（０．５ｍｌ）、およびトリス［
２－（ジメチルアミノ）エチル］アミン（９．０マイクロリットル）の混合物をガラス反
応容器に入れた。混合物を窒素雰囲気で覆い、電磁攪拌棒で攪拌し、６０℃に２０時間加
熱した。モノマー転化率％（つまり、残っているＢＡの量が決定される）をガスクロマト
グラフィーによって測定し、約１００％であると判明した。ゲル浸透クロマトグラフィー
（ＧＰＣ）分析によって、分子量約６０，０００ダルトンと確認された。
【０１１５】
段階２：１０Ｋ　ｐＭＭＡ硬質ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　窒素雰囲気下にて、段階１において製造された中間ブロックマクロ開始剤をｎ－ブチル
アセテート約１０ｍＬに溶解し、均一溶液を調製した。触媒（１，１，４，７，１０，１
０－ヘキサメチルトリエチレンテトラミン１０８．８マイクロリットルによって錯化され
たＣｕＣｌ０．０３９６ｇ）、メチルエチルケトン２ｍＬ、メチルメタクリレート４ｍＬ
を含有する溶液を添加した。得られた混合物を一定の攪拌および不活性雰囲気下にて９０
℃で２４時間加熱した。ＧＰＣを用いて、計算分子量を検証した。得られたポリマーをＴ
ＨＦでさらに、固形分約２０％に稀釈し、アルミナを通して濾過して、残りの触媒の大部
分を取り除いた。得られたＰＳＡ溶液を使用して、コーティングを製造した。この溶液の
試料を剥離ライナー上にコーティングし、７０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、上記
の動的機械分析試験法に従って試験した。その結果を表１に示す。
【０１１６】
合成実施例２：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　２０Ｋ－１２０Ｋ－２０Ｋ
段階１：１２０Ｋ　ｐＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　マクロ開始剤の分子量が６０，０００ではなく１２０，０００であることを除いては、
合成実施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１１７】
段階２：２０Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　末端ブロックの分子量が１０，０００ではなく２０，０００であることを除いては、合
成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。この溶液の試料を剥離ライナー上に
コーティングし、７０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、上記の動的機械分析試験法に
従って試験した。その結果を表１に示す。
【０１１８】
合成実施例３：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＩＯＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１４Ｋ－１２０Ｋ－１４Ｋ
段階１：１２０Ｋ　ｐＩＯＡ中間ブロックマクロ開始剤：の製造
　ＢＡの代わりにモノマーＩＯＡが使用され、かつマクロ開始剤の分子量が６０，０００
ではなく１２０，０００であることを除いては、合成実施例１の段階１に用いられた同じ
手順に従った。
【０１１９】
段階２：１４Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　末端ブロックの分子量が１０，０００ではなく１４，０００であることを除いては、合
成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。この溶液の試料を剥離ライナー上に
コーティングし、７０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、上記の動的機械分析試験法に
従って試験した。その結果を表１に示す。
【０１２０】
合成実施例４：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１４Ｋ－１２０Ｋ－１４Ｋ
段階１：１２０Ｋ　ｐＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　マクロ開始剤の分子量が６０，０００ではなく１２０，０００であることを除いては、
合成実施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１２１】
段階２：１４Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
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　末端ブロックの分子量が１０，０００ではなく１４，０００であることを除いては、合
成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。この溶液の試料を剥離ライナー上に
コーティングし、７０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、上記の動的機械分析試験法に
従って試験した。その結果を表１に示す。
【０１２２】
合成実施例５：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１２Ｋ－６０Ｋ－１２Ｋ：
段階１：６０Ｋ　ｐＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　合成実施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１２３】
段階２：１２Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　末端ブロックの分子量が１０，０００ではなく１２，０００であることを除いては、合
成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。
【０１２４】
合成実施例６：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１４Ｋ－６０Ｋ－１４Ｋ：
段階１：６０ＫｐＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　合成実施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１２５】
段階２：１４Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　末端ブロックの分子量が１０，０００ではなく１４，０００であることを除いては、合
成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。
【０１２６】
合成実施例７：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐ（ＢＡ／ＭＡ）－ｂ－ｐＭＭＡ　１０Ｋ－６０Ｋ－１０
Ｋ：
段階１：６０Ｋ　ｐ（ＢＡ／ＭＡ）中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　ＢＡおよびＭＡのモノマーの混合物（重量比ＢＡ９０：ＭＡ１０）をＢＡの代わりに使
用したことを除いては、合成実施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１２７】
段階２：１２Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　合成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。
【０１２８】
合成実施例８：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐ（ＢＡ／ＭＡ）－ｂ－ｐＭＭＡ　２０Ｋ－１２０Ｋ－２
０Ｋ：
段階１：１２０Ｋ　ｐ（ＢＡ／ＭＡ）中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　ＢＡおよびＭＡのモノマーの混合物（重量比ＢＡ８０：ＭＡ２０）をＢＡの代わりに使
用し、かつ分子量が６０，０００ではなく１２０，０００であることを除いては、合成実
施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１２９】
段階２：２０Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　末端ブロックの分子量が１０，０００ではなく２０，０００であることを除いては、合
成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。
【０１３０】
合成実施例９：ｐＭＭＡ－ｂ－ｐＭＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ　１０Ｋ－６０Ｋ－１０Ｋ：
段階１：６０Ｋ　ｐＭＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　ＢＡの代わりに、モノマーＭＢＡを使用したことを除いては、合成実施例１の段階１に
用いられた同じ手順に従った。
【０１３１】
段階２：１０Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでの中間ブロックの末端キャッピング：
　合成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。
【０１３２】
合成実施例１０：トリアーム（Ｔｒｉ－Ａｒｍ）星型ブロック（ｐＢＡ－ｂ－ｐＭＭＡ）
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3（３０Ｋ－１０Ｋ）3

段階１：三官能性ＡＴＲＰ開始剤１，１，１－トリス［４－（２－ブロモプロピオニルオ
キシ）フェニル］エタンの合成：
　撹拌子を含有するガラス反応器に、４－ジメチルアミノピリジン（０．８ｇ）、１，１
，１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）エタン（４．０ｇ）、ＴＨＦ（５０ｍＬ）、お
よび無水トリエチルアミン（６．６ｍＬ）を入れた。攪拌溶液を氷浴中で０℃に冷却し、
２－ブロモプロピオニルブロミド（５．１ｍＬ）を一滴ずつ添加した。多量の白色沈殿物
が急速に形成した。混合物を０℃で１０分間攪拌し、室温に温め、さらに３時間攪拌した
。混合物を酢酸エチルで稀釈し、濾過して、白色沈殿物を除去した。濾液をＨＣｌ水溶液
（０．１Ｎ）、飽和Ｎａ2ＣＯ3水溶液、および飽和ＮａＣｌ水溶液で洗浄した。有機層を
ＭｇＳＯ4で乾燥させ、濾過し、減圧下にて濃縮して、黄色がかった固体を得た。メタノ
ールを添加し、黄色い溶液を濾過して、白色の固体を得た。
【０１３３】
段階２：トリアーム星型３０Ｋ　ｐＢＡ中間ブロックマクロ開始剤の製造：
　段階１で製造された三官能性１，１，１－トリス［４－（２－ブロモプロピオニルオキ
シ）フェニル］エタン開始剤を二官能性開始剤１，４－ジブロモアジペートの代わりに使
用したことを除いては、合成実施例１の段階１に用いられた同じ手順に従った。
【０１３４】
段階３：１０Ｋ　ｐＭＭＡ末端ブロックでのトリアーム星型ブロックの末端キャッピング
：
　合成実施例１の段階２に用いられた同じ手順に従った。
【０１３５】
実施例１
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例１で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。このコーティングされ、乾燥されたブロックコポリマーＰＳＡの試料を上記の動的
機械分析試験法に従って試験した。この結果を表１に示す。ＰＳＡコーティングを剥離ラ
イナーでラミネートし、保管中に埃および汚れが付かないように試料を清潔に保った。
【０１３６】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例１Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例１Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１３７】
実施例２
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例２で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートし、試料を清潔に保った。
【０１３８】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例２Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例２Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１３９】
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比較例Ｃ１
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例３で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートし、試料を清潔に保った。
【０１４０】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例Ｃ１Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例Ｃ１Ｂ）にホットラミネートした
。老化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／
ＲＨ５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％で
の老化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１４１】
比較例Ｃ２
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例４で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１４２】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例Ｃ２Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例Ｃ２Ｂ）にホットラミネートした
。老化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／
ＲＨ５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％で
の老化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１４３】
実施例３
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例５で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１４４】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例３Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例３Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１４５】
実施例４
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例６で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１４６】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例４Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例４Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
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化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１４７】
実施例５
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例７で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１４８】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例５Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例５Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１４９】
実施例６
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例８で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１５０】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例６Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例６Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１５１】
実施例７
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例９で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、７
０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）を
得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１５２】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例７Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例７Ｂ）にホットラミネートした。老
化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１５３】
実施例８
段階１：ＰＳＡコートフィルムの製造
　合成実施例１０で調製されたＰＳＡ溶液をＳＲＦフィルムの試料上にコーティングし、
７０℃のオーブン内で１０分間乾燥させ、ＰＳＡ塗り厚２５マイクロメートル（１ミル）
を得た。ＰＳＡコーティングを剥離ライナーでラミネートした。
【０１５４】
段階２：ラミネートの製造
　段階１で製造されたＰＳＡコートフィルムの剥離ライナーを取り除き、ＰＳＡコートフ
ィルムをＰＣ（実施例８Ａ）またはＰＭＭＡ（実施例８Ｂ）にホットラミネートした。老
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化試験にかける前にコンディショニングするため、恒温恒湿（ＣＴＨ）室（２２℃／ＲＨ
５０％）で試料を一晩静置しておいた。次いで、９０℃および８０℃／ＲＨ９０％での老
化試験を上記の試験法に記載のように行った。この結果を表１に示す。
【０１５５】
【表２】

【図面の簡単な説明】
【０１５６】
【図１】例示的な（メタ）アクリレートブロックコポリマーのｌｏｇ（Ｇ’）（Ｇ’は貯
蔵弾性率である）対温度のプロットである。
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